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１．概要（Summary） 

細胞外小胞の一種であるエクソソームは、分泌元の

細胞に由来する miRNA 等を含んでおり、細胞間のコ

ミュニケーション媒体として機能していることが分

かってきた。エクソソームはヘテロなナノ粒子集団で

あるため、1 粒子ごとに評価する技術が求められてい

る。そこで本研究では、1 粒子ごとの特性評価を可能

にするエクソソームナノアレイの開発を目指し、固相

上にエクソソームを 1粒子ごとに固定化配列するため

のナノスケールのパターン形成を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した装置】 
高速大面積電子線(EB)描画装置、 
クリーンドラフト潤沢超純水付、 
形状・膜厚・電気評価装置群 

【実験方法】 
エクソソーム(直径 30-100 nm)を固定化するのに必

要な40-200 nmのパターンをEB描画装置で作製した。

まず、ポジ型電子線レジスト(ZEP520A)の濃度をアニ

ソールで調整し、Si 基板上に 40 nm の厚さで均一に

塗布した。続いて、描画条件最適化のために、10 µm
からサイズダウンしながらライン＆スペースパター

ンを描画し、現像処理後、顕微鏡で形状を確認した。

ナノメートルオーダーのパターンは、SEM(東大･微細

構造解析プラットフォーム)を用いて形状を観察した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

幅 40-120 nm のライン＆スペースパターンを作製して

SEM 観察を行い、CD 値=1 に近いドーズ量を求めた。そ

れに基づき、100 nm 以下の幅のライン＆スペースパター

ン作製条件の最適化を行い、微細化を図った（Fig. 1）。 

Fig. 1 SEM image of a line and space (80 nm) 

pattern fabricated with a dosage of 70 uC/cm2. 

その結果、可変整形ビーム描画方式では近接効果の影

響を受け易く、加工の再現性を得るのが難しいことが

分かった。そこで、キャラクタプロジェクション方式

で、直径約100 nmのドットパターンを作製した。 
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